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Substrat · Material: <110 > Si

· Chipgröße: 8 x 8 mm²

· Oberflächenrauigkeit: < 1 nm

Findestrukturen · Gräben im Si-Substrat

· Tiefe: 250 nm

Gittertypen · 1-dimensional

Gittergröße · ca. 10 x 10 µm²

Linienbreiten (CD) · nominell: 50 nm, 100 nm, 150 nm, 
200 nm, 300 nm, 800 nm

· Linienbreitenabweichung längs 
der Linie (innerhalb eines 1 µm 
langen Bereichs): < 3 nm 1σ

Perioden · 1µm + CD-Wert

· Unsicherheit der Hauptperio-
de:  3 nm 1 s

Strukturtiefe · 250 nm

Kantenradius · < 15 nm

Kantenrauigkeit · < 5 nm (p-p) 

Flankenwinkel · 89° 

Zertifizierung · Linienbreiten (CD)- und Perio-
denkalibrierung durch die PTB 
Braunschweig auf Anfrage.

Ü B E R B L I C K

Der Nanoskalige AFM-CD Standard (CD-Critical Dimension) enthält Steg-Strukturen zur Linienbreitenmessung im Nano-
meterbereich. Die Stegbreiten und Gitterperioden sind zur Kalibrierung in der Rasterkraftmikroskopie geeignet (Atomkraft-
mikroskop AFM).

B E S C H R E I B U N G

Die Strukturen des Nanoskaligen AFM-CD Standards sind 
in Silizium geätzt. Es stehen hiermit eine Reihe von sehr 
glatten und scharfkantigen Liniengittern mit senkrech-
ten Flanken zur Verfügung. Die kleinsten Linien haben ca. 
50nm Breite, 250nm Tiefe und sind hochparallel mit Abwei-
chungen kleiner als 10nm.

Die Abmessung jedes Kalibrierchips beträgt 8 x 8 mm2. Im 
Zentrum der Kalibrierchips, wo die zweistufigen Findestruk-
turen enden, sind 6 Gruppen von  

5-linigen Gittern mit verschiedenen nominellen Breiten (50, 
100, 150, 200, 300 und 800 nm) angeordnet. Der Abstand zwi-
schen den Linien beträgt ca. 1 µm. Jede Gruppe hat eine no-
minelle Länge von 10 µm. Die Strukturen sind scharfkantig 
mit Kantenradien kleiner als 15 nm. Die Kantenrauigkeit ist 
kleiner als 5nm ( 3s).

S P E Z I F I K A T I O N

REM-Bild der Kalibrierstrukturen mit Linienbreiten von 50 nm bis 800 nm
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C H I P -  U N D  S T R U K T U R B E S C H R E I B U N G

R E M - B I L D E R *  ( Z E I S S  S U P R A  3 5  V P )

Skizze des 8 x 8 mm2 Chips. Die Kalibrierstrukturen sind im Zen-
trum des Chips angeordnet.

AFM-Aufnahme und Profil eines mittleren Teils einer „nominellen 
50 nm -Struktur“, gemessen mit einer superscharfen EBD-Nadel 
(Spitzenöffnungswinkel = 3,6°, Spitzenradius = 10 nm). Das Quer-
schnittsprofil zeigt die Faltung zwischen der Nadelgeometrie und 
der scharfkantigen Kalibrierstruktur.
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*mit freundlicher Genehmigung von Dr. Bosse, Dr. Buhr und Dr. Dziomba, PTB Braunschweig
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